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ODPQVED’ZADAVA’TEL]’E NA ZADOST UCHAZECE OVDODATECNE INFORMACE
K ZADAVACIM PODMINKAM DLE UST. § 49 ZAKONA C. 137/2006 SB., O VEREINYCH
ZAKAZKACH

Verejna zakazka

,Pofizeni strojniho vybaveni pro spolecnost SANS SOUCI, s.r.0. - pokovovaci vyrobni zafizeni na
nanaseni nanovrstev ve vakuu na 2D a 3D povrchy

(13

Véc: ,,Porizeni strojniho vybaveni pro spole¢nost SANS SOUCI, s.r.o. - pokovovaci vyrobni zafizeni
na nanaseni nanovrstev ve vakuu na 2D a 3D povrchy* — odpovédi na dotazy

V priibéhu lhiity pro podani nabidek podali nekteti z dodavatelti zadost o poskytnuti dodatecnych
informaci. Tyto informace doru¢ujeme v§em dodavateliim, kteti pozadali o poskytnuti zadavaci
dokumentace nebo kterym byla zadavaci dokumentace poskytnuta.

Znéni dotazu €. 3

1. Probihaji vSechny 4 procesy (naprasovani, PECVD, napafovani, oSetfeni iontovym zdrojem) ve
stejné komoie? Jestlize ano, pak :

a) Pfedpoklada se, ze béhem procesu PECVD se vymontuji jiné komponenty, protoZe by nemohly byt
dostate¢né chranény pied kontaminaci?

b) Jak vypadaji substraty pro napafovani (evaporace) a PECVD ? Neni piedstavitelné, Ze tyto procesy
se substraty o max. uvedeném rozmeéru - viz dodatec¢na informace k zakazce - by probihaly v komote
pro naprasovani.

c) Které technologie napraSovani chce zadavatel pouzivat pro nekovové vrstvy (Al1203, TiO2, SiO2,
WO3, CrN, NiQ, ...) - RF napraSovani nebo reaktivni z kovového terce ?

d). Jaka teplota je pfipustna u procesu PECVD (citlivost substratu) ?

Odpovéd na dotaz €. 3

1) Vsechny 4 procesy probihaji ve stejné komofte, pak
a) Ano
b) Zadavatel nerozumi dotazu uchazece
€) Reaktivni naprasovani z kovového terce
d) Teplota do 150°C

V Praze dne 27. 10. 2015
S pozdravem

Ing. Tomas Hejl v.r.
za Allo Tender s.r.o.

Elektronicky
podepsal(a) Ing.
Tomas Hejl
Datum:
2015.10.27
20:55:14 CET
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